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■概要 

 特徴 MEMS技術により作製された、高強度の
SiN（窒化シリコン）支持膜付き試料台です。
バイオ試料などの透過電子顕微鏡観察に
おいて、ミリメートルサイズの連続した広視
野を観察することができます。 
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透過電子顕微鏡用SiN window chip 
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■支援技術の概要 

 SiN window chipは、厚さ数十nm

のSiN自立薄膜を有しています。

レーザー描画によるレジストへの露

光や異方性エッチングといった

MEMS技術により実現しました。ま

た、三次元表面構造解析顕微鏡な

どの測定装置により形状の評価も行

いました。 

SiN window chip 

SiN window chipの 

低倍TEM像 

試料：ショウジョウバエの初期胚 
撮影枚数   ：縦23枚 × 横８枚 (184枚) 
撮影装置   ：JEM-1400Flash 
     （加速電圧：120 kV） 
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